Report attività laser processing
Per quanto riguarda le applicazioni e le lavorazioni laser alle tecnologie fotovoltaiche sono stati effettuati diversi studi per sviluppare substrati semi-trasparenti e conduttivi ITO Free
1- patterning laser di un film di materiale precursore di nano tubi 
Su di un substrato di vetro è stata effettuata la deposizione di un film sottile (<10 nm) di vari precursori di nano tubi (Ni, Fe). Usando un laser con emissione nel verde e fuoco di 50 μm, via photo ablazione locale tale film è stato patternato ottenendo strutture  come in figura qui di seguito 
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Figura 1 (sopra). In figura il pattern via laser verde (fuoco 50 μm) di un film di Ni (a). In (b) un particolare della stessa
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Lo stesso patterning è stato effettuato anche utilizzando un laser che emette nell’UV e con un fuoco ben più piccolo di 18 μm ottenendo risultati migliori in termini di qualità e precisione del patterning (vedi fig.2).  La figura mostra anche la possibilità di variare la distanza fra le righe di precursore.
Successivamente al patterning del precursore i campioni vengono inseriti nella camera OCVD per la crescita dei nanotubi stessi che sono conduttivi e rendono tale anche il substrato. La trasparenza del substrato stesso cresce con l’aumentare della distanza fra le righe del precursore
Attualmente si sono ottenuti substrati con trasparenze fino all’80% e sheet resistance dell’ordine di diverse centinaia di Ohm.
Si punta a realizzare una cella che utilizzi questi substrati in modo da farne una pubblicazione
Figura 2 (a sinistra). Pattern effettuati con un laser UV (fuoco 18 μm) . In figura sono mostrati campioni con righe di precursore larghe 25  μm e interdistanza pari a 25, 50 e 80 μm rispettivamente in (a), (b) e (c)

2 – Patterning di fogli di Titanio
Sempre utilizzando sistemi laser si son forate delle lamine di Ti con buchi aventi dimensione variabile fra 50 
μm e 1 mm.[image: C:\Users\GAGARIN\Desktop\Nuova cartella\P1130334.JPG]Figura 3 Lamine di Ti forate via laser con fori aventi dimensioni variabili

Sulle lamine forate si è depositato per elettrodeposizione del Pt in modo da poter utilizzare le lamine stesse come contro-elettrodi di celle flessibili in cui anche il foto-elettrodo è realizzato su lamina di Ti.
[bookmark: _GoBack]In tal modo non solo vengono completamente eliminate le restrizioni legate alla necessità di utilizzare processi a bassa temperatura (il Ti può essere tranquillamente processato ad alta temperatura), viene eliminato l’ITO ed abbattuta la sheet resistence dei substrati essendo il Ti un metallo fortemente conduttore













Sebbene non mostrati, sono stati realizzati ulteriori campioni con pattern più precisi ottenuti utilizzando un laser UV con fuoco di 18 μm.
Le celle realizzate con questa tecnica presentano problemi di corto circuito fra gli elettrodi. Ciò ci ha spinti ad aumentare lo spazio fra gli elettrodi aumentando lo spessore di elettrolita che la luce attraversa prima di giungere al fotoelettrodo. La massima efficienza ottenuta è stata di 1%

Oltre a questa attività è stato infine  sottoposto un brevetto inerente una tecnica di patterning via laser per celle basate su materiale sensibile in forma di perovskiti.
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